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    Вакуумные ионно-плазменные технологии применяются для обработки поверхности изделий, нанесения различных функциональных покрытий. Очистка поверхности осуществлялась ионами тлеющего разряда при давлении в камере 10-1-102 Па, плотности тока ионов до 10 мА/см2, и напряжении на электродной системе 600-1000В. Эффективность процесса очистки поверхности изделий анализировалось с помощью ИК фурье-спектрометра. Анализ ИК-спектров поверхности изделия. показал наличие целого ряда различных загрязнений. 
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Рис. 1. ИК-спектры поверхности изделия; а)-до очистки,
  в)- после очистки тлеющим разрядом.
Анализ интенсивности соответствующих пиков приведённых выше ИК спектров, позволяет оценить эффективность каждого этапа очистки поверхности изделия. Однако степень очистки присутствующих видов загрязнений различна, так для загрязнений, соответствующих частотам поглощения в области 1300-1500см-1, увеличилась в два раза, а очистки загрязнений, соответствующих частотам поглощения в области 800-1000см-1, увеличилась в девятнадцать.                                                     Список литературы
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